清源创新实验室旋转涂膜仪需求调研情况
一、仪器设备使用的项目
因实验室研究方向原因，需采购进口旋转涂膜仪一台。MIKASA旋转涂膜仪MS-B150广泛应用于半导体、化工材料、硅片、晶片、基片、导电玻璃等工艺制版表面涂覆；旋涂仪工作原理是高速旋转基片，利用离心力使滴在基片上的胶液均匀的涂在基片上，常用于各种溶胶凝胶实验中的薄膜制作。
二、在该项目中所承担的任务
旋转涂膜仪应用于半导体、化工材料、硅片、晶片、基片、导电玻璃等工艺制版表面涂覆。购置此设备，可以确保清源创新实验室相关多个课题的顺利完成。有助于提升清源创新实验室的科研水平。此外还可以广泛应用于指导科研并培养学生的研究能力，有利于提高清源创新实验室的科研实力。
1.满足清源创新实验室教师、研究生科研工作中的需要。
2.满足研究生、本科生课程实验教学工作的需要。
[bookmark: _GoBack]3.对校内相关学科共享，提供科研服务。在优先保证清源创新实验室教学与科研的前提下,本仪器设备还将在相关政策的指导下，积极开展对外服务，在促进大学城高校资源共享的同时，加强与其他院校的学术交流。
三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比
MIKASA旋转涂膜仪MS-B150对应基板尺寸100mm*100mm；涂抹厚度能达到1μm；转速20-7000rmp；旋转精度±1rmp（负载时）、膜厚分布均一性能到±0.6%；其稳定性好、涂布精度高、能搭配真空机组使用；在国内半导体、化工材料、硅片、晶片、基片、导电玻璃等市场应用广泛。
国产同类产品情况
同类国产设备稳定性较差、使用寿命短、涂覆精度等达不到实验所需要求、无法客观反映实验产物性能优劣。
四、条件准备情况
实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承32Kg以上的设备）等安装条件。
五、可能存在的安全性问题
该设备使用过程无放射物，无污染物，无废气产生，不会产生安全性问题。
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